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(57) Abstract: The invention relates to mask cushioning for a respiratory mask, a respiratory mask, in addition to a method for 
their production. The aim of the invention, is to provide air-tight cushioning for a respiratory mask, in addition to a respiratory 
mask that is characterised by a sufficiently good air-tight action and is extremely comfortable to wear. This is achieved by a mask 
cushioning device for a respiratory mask, comprising a receiving opening, which corresponds at least to the nose and/or mouth region 
of a mask user, when the mask is worn and comprising a sealing lip that is configured from an elastomer material, surrounds the 
receiving opening and rests on the surface of the face of the mask wearer. The mask cushioning is characterised in that zones with 
an increased cross-section are configured in the mask cushioning and that the mask cushioning material in said zones has different 
material properties in such a way that the shore hardness of the mask cushioning in the border region is higher than that in the core 
region or at least close to said region. The invention also relates to a respiratory mask equipped with a corresponding mask cushioning 
device, in addition to a method and a mould for producing the same. 



(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Maskenkissen fur eine Atemmaske, eine Atemmaske an sich sowie ein Ver- 
^ fahren zur Herstellung derselben. Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, ein Dichtkissen fur eine Atemmaske sowie eine 



Atemmaske an sich zu schaffen, die sich durch eine hinreichend hohe. Dichtwirkung 
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und einen hohen Tragekomfort auszeichnet. Diese Aufgabe wird erfindungsgemass gel6st durch eine Maskenkisseneinrichtung fur 
eine Atemmaske mit einer AufnahmeSffnung, die in Applikationsposition der Atemmaske wenigstens mit dem Nasen- und/oder 
MundSffungsbereich eines Maskenanwenders ubereinkommt, und einer aus einem elastomeren Material gebildeten, um die Auf- 
nahmeoffhung umlaufenden Dichtlippe, die in Applikationsposition auf der Gesichtsflache des Maskenanwenders aufsitzt, und sich 
dadurch auszeichnet, dass in dem Maskenkissen querschnittsverdickte Zonen ausgebildet sind, und dass das Maskenkissenmaterial 
dieser querschnittsverdickten Zonen derart unterschiedliche Materialeigenschaften aufweist, dass die Shore-Harte des Maskenkissens 
im Randbereich hdher ist als im kern- oder zumindest kem-nahen Bereich. der querschnittsverdickten Zone. Die Erfindung betrifft 
auch eine, mit einer entsprechenden Maskenkisseneinrichtung ausgestattete Atemmaske sowie ein Verfahren und Formwerkzeug zur 
Herstellung derselben. 
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Maskenkissen und Stirnpad fur eine Atemmaske, Atemmaske sowie 
Formwerkzeug und Verfahren zur Herstellung derselben 

Gebiet der Erfindunq 

Die Erfindung betrifft ein Maskenkissen sowie ein Stirnpad fur 
eine Atemmaske, eine Atemmaske an sich sowie ein Formwerkzeug 
und ein Verfahren zur Herstellung derselben. Die Erfindung 
betrifft insbesondere Maskenkissen bzw. eine mit einem derar- 
tigen Maskenkissen ausgestattete Atemmaske, durch welche in 
abdichtender Weise ein Atemmaskeninnenraum im Zusammenspiel 
mit der Gesichtsf lache eines Maskenanwenders derart gegenuber 
der Umgebung abdichtbar ist, dass in diesem Atemmaskeninnen- 
raum zumindest phasenweise ein gegeniiber dem Umgebungsdruck 
erhdhter Druck herrschen kann. Derart ige Atemmasken finden 
insbesondere im Zusammenhang mit der medizinischen oder 
therapeutischen Verabreichung von atembaren Gasen sowie auch 
im technischen Bereich, zum Beispiel im Bereich der Atem- 
schutztechnik, Anwendung. Die Erfindung befasst sich weiterhin 
auch mit einer Dichtungsstruktur und einem Verfahren zur 
Herstellung derselben im allgemeinen. 

Oblicherweise wird bei diesen Atemmasken die Abdichtung zur 
Gesichtsf lache des Atemmaskenanwenders durch eine, urn eine 
Maskenof fnung einwartsgerichtet umlaufende und aus einem 
elastisch verformbaren Material gefertigte Dichtlippenstruktur 
erreicht . 
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Die mit derartigen Dichtlippen erreichte Dichtwirkung nimmt 
allgemein mit dem Anpressdruck der Dichtlippe gegen die 
Gesichtsf lache zu.. Im Falle hoher Anpressdriicke kann insbeson- 
dere die Langzeitanwendung derartiger Atemmasken Unannehmlich- 
keiten bereiten. 

Aufgabe der Erfindung 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Dichtkissen fur 
eine Atemmaske sowie eine Atemmaske an sich zu schaffen, die 
sich durch eine hinreichend hohe Dichtwirkung und einen hohen 
Tragekomf ort auszeichnet . 

Erf indungsgemafie Losung 

Diese Aufgabe wird gemafi einem ersten Aspekt der " vorliegenden 
Erfindung gelost durch eine Maskenkisseneinrichtung fur eine 
Atemmaske mit einer Auf nahmeof f nung, die in Applikationsposi- 
tion der Atemmaske wenigstens mit dem Nasen- und/oder Mundof- 
fungsbereich eines Maskenanwenders ubereinkommt , und einer aus 
einem elastomeren Material gebildeten, urn die Auf nahmeof f nung 
umlaufenden Dichtlippe, die in Applikationsposition auf der 
Gesichtsf lache des Maskenanwenders aufsitzt, wobei sich diese 
Maskenkisseneinrichtung dadurch auszeichnet, dass in dem 
Maskenkissen querschnitt sverdickte Zonen ausgebildet sind, und 
dass das Maskenkissenmaterial dieser querschnittsverdickten 
Zonen derart unterschiedliche Materialeigenschaf ten aufweist, 
dass die Shore-Harte und/oder die Dichte des Maskenkissens im 
Randbereich hoher ist als im kern- oder zumindest kern-nahen 
Bereich der querschnittsverdickten Zone. 

Dadurch wird es auf vorteilhafte Weise moglich, eine Masken- 
kisseneinrichtung zu schaffen, die sich durch eine besonders 
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hohe Adaptionsf ahigkeit an unterschiedlichste, individuelle 
Gesichtstekturen auszeichnet . 



GemafJ einer besonders bevorzugten Ausf uhrungsf orm der Erfin- 
dung ist die Maskenkisseneinrichtung derart ausgebildet, dass 
die Shore-Harte des Maskenkissens im Bereich der in Applikati- 
onsposition im Stirn- oder Nasenrucken-nahen Umf angszonenbe- 
reich niedriger ist, als im Wangen-, Obe'rlippen- oder Nasen- 
f lugeln-nahen Umf angszonenbereich . 



Dadurch wird es auf vorteilhafte Weise moglich, insbesondere 
im Bereich des Nasenruckens die Kisseneinrichtung wirkungsvoll 
und elastisch gepolstert im Stirn- oder Nasenriickenbereich 
abzustutzen. 

Vorzugsweise ist die Maskenkisseneinrichtung derart ausgebil- 
det, dass diese im Bereich der querschnittsverdickten Zonen 
der Werkstoff gelartige Materialeigenschaf ten aufweist. 

Die unterschiedlichen Werkstoff eigenschaf ten im Bereich der 
querschnittsverdickten Zonen konnen gemali einer besonders 
bevorzugten Ausf uhrungsf orm der Erfindung dadurch erreicht 
werden, dass die Aushartung des Maskenkissen-Werkstof f es so 
erfolgt, dass der Werkstoff zonenweise unterschiedliche 
Werkstof f-Vernetzungsgrade aufweist . 

Die genannten querschnittsverdickten Zonen konnen in der 
Maskenkisseneinrichtung derart ausgebildet sein, dass diese 
unmittelbar an die Dichtlippe angrenzen. Dadurch wird es 
moglich, die Funktion der Dichtlippe im wesentlichen auf die 
Herbeif uhrung einer hinreichenden Dichtwirkung zu beschranken 
und uber die querschnittsverdickten Zonen die Atemmaskenanord- 
nung auf der Gesichtsf lache des Maskenanwenders abzustutzen. 
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Alternativ zu der vorangehend beschriebenen Maftnahme - oder 
bei zonenweise unterschiedlicher Ausgestaltung der Radial- 
Schnittgeometrie der Maskenkisseneinrichtung - ist es auch 
moglich, die querschnittsverdickten Zonen so auszubilden, dass 
diese auf der Gesichtsf lache des Maskenanwenders oder auf 
einer der Gesichtsf lache des Maskenanwenders . abgewandten 
Innenseite der Dichtlippe aufsitzen. 

Die unterschiedlichen Shore-Harten oder Elastizitats-Module 
der Maskenkisseneinrichtung, insbesondere im Bereich der 
querschnittsverdickten Zonen konnen auch dadurch herbeigef uhrt 
werden, dass zur Bildung der Maskenkisseneinrichtung unter- 
schiedlich vorbereitetes Elastomer-Compound-Material verwendet 
wird. Dieses unterschiedliche Elastomer-Compound-Material kann 
durch separate Speiseof f nungen in einen entsprechenden Form- 
raum eines Formwerkzeuges eingebracht werden. Die Einspeisung 
der unterschiedlich vorbereiteten Elastomer-Materialien kann 
in zeitlich abfolgenden Schritten erfolgen. 

Die erf indungsgemafte Maskenkisseneinrichtung kann derart 
ausgebildet sein, dass diese beispielsweise iiber einen Um- 
f angsrandabschnitt in abdichtender Weise an einen als Hart- 
schale ausgebildeten Gewolbekorper ansetzbar ist. Dadurch wird 
es moglich, die Maskenkisseneinrichtung zu Reinigungs- oder 
Ersat zzwecken von der Hartschale abzunehmen. 

Alternativ zu der vorangehend beschriebenen MaUnahme ist es 
auch moglich, die Maskenkisseneinrichtung integral mit dem 
Gewolbekorper auszubilden. Hierbei wird die Ausbildung eines 
Spaltbereiches zwischen der Maskenkisseneinrichtung und dem 
Gewolbekorper vermieden. 

Eine besonders hohe Adaptionsf ahigkeit der erf indungsgemafcen 
Maskenkisseneinrichtung kann dadurch erreicht werden, dass die 



WO 03/105921 




PCT/EP03/06334 



querschnittsverdickten Zonen zumindest abschnittsweise in 
Applikationsrichtung federnd aufgehangt sind. Diese federnde 
Aufhangung der querschnittsverdickten Zonen kann insbesondere 
uber eine Balgstruktur , die beispielsweise als Falten- oder 
Rollbalg ausgebildet sein kann, erreicht werden. Es ist auch 
moglich, die Gesichtsdichtlippe uber eine Faltenr oder Roll- 
balgstruktur mit den .querschnittsverdickten Zonen zu verbin- 
den . 

Die Maskenkisseneinrichtung kann so ausgebildet sein, dass die 
Radial-Querschnitte d.h. die Querschnitte der Maskenkissenein- 
richtung variieren . 

Die vorangehend beschriebene Maskenkisseneinrichtung bildet 
Bestandteil einer Atemmaske, die in Applikationsposition den 
Nasen- und/oder den Mundbereich eines Maskenanwenders uber- 
greift. Sie kann in entsprechender Ausbildung bei einer Nasal- 
Maske oder auch bei einer Mund- oder Vollgesicht smaske Anwen- 
dung finden. 

Die erf indungsgemafie Gestaltung des Querschnitts der Elasto- 
merstrukturen kann auch bei einem Stirnauf lageelement Anwen- 
dung finden. So ist es gemaft einem weiteren, auch alternativen 
Losungsgedanken moglich, Stirnauf lage-Pads derart auszubilden, 
daft deren Verf ormungsverhalten durch Elastomerzonen verminder- 
ter Shore-Harte, oder durch Zonen erhohten Porenvolumens 
gepragt ist. 

Hinsichtlich eines Verfahren zur Herstellung der erf indungsge- 
maften Maskenkisseneinrichtung wird die eingangs angegebene 
Aufgabe gelost, durch ein Verfahren bei welchem im Rahmen 
eines Elastomer-Material -Einbringschrittes das Elastomermate- 
rial in einen Dichtkissenf ormraum eingebracht wird, wobei die 
Temperaturverteilung der Formrauminnenwand sowie die Form- 
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schliesszeit derart abgestimmt werden, dass das in dem Form- 
raum zu der Dichtkisseneinrichtung vernetzende Elastomermate- 
rial unterschiedliche Shore-Harten erhalt. 

Es ist moglich, den Vernetzungsvorgang definiert abzubremsen, 
indem dem Elastomermaterial ein Katalyse-Blocker zugesetzt 
wird, der ab einem vorgegqbenen Vernet zungsgrad, oder Vernet- 
zungszeitraum, eine weitere Vernetzung unterbindet. Der 
Katalyse-Blocker ist vorzugsweise derart konf iguriert , daft 
dieser z.B durch UV-Belichtung, oder durch Mikrowellenauf hei- 
zung aktiviert wird. Durch die Verwendung eines Katalyse- oder 
Vernetzungs-Blockers wird es moglich, im Bereich jener Zonen 
mit niedrigem Vernetzungsgrad, diesen Zustand uber einen 
hinreichend langen Zeitraum - Insbesondere auch unbeschadet 
einer Nachtemperphase - aufrecht zu erhalten. 

Vorzugsweise wird hierbei das Temperaturprof il der Formraumin- 
nenwand derart abgestimmt, dass die in dem Formraum gebildete 
Dichtkisseneinrichtung in ihrem Verlauf in Umf angsrichtung 
unterschiedliche Shore-Harten auf weist . 

Das Temperaturprof il der Formrauminnenwand wird in vorteilhaf- 
ter Weise weiterhin derart abgestimmt/ dass die Maskenkissen- 
einrichtung in einem in Applikationsposition dem Stirn- oder 
Nasenrucken-nahen Bereichen niedrigere Shore-Harten erhalt. 

Es ist moglich, das teilweise unvernetzte Elastomermaterial 
abzusaugen oder auszublasen und das Maskenkissen nachzutem- 
pern. Auf diese Weise wird es moglich/ in der Dichtkissenein- 
richtung Kavernen- oder Schlauchzonen auszubilden. 

In verf ahrenstechnisch weiterhin besonders vorteilhaf ter Weise 
wird das Temperaturprof il der Formrauminnenwand wahrend des 
Elastomermaterial-Einbringschnittes derart variiert , dass 
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dieses zunachst eine erste gegebenenf alls weitgehend konstante 
Temperaturverteilung aufweist, wobei wahrend der Formschliess- 
zeit die Temperaturverteilung derart verandert wird, dass in 
ausgewahlten Formraumzonen niedrigere Vernetzungsgrade und 
damit geringere Shore-Harten erreicht werden. 

Insbesondere ist es moglich, die Temperaturverteilung des 
Formwerkzeuges derart abzustimmen, dass das Temperaturprof il 
wahrend des Elastomer-Material-Einbringschrittes, und uber 
eine sich daran anschlieftende Haltezeit eine erste Hochtempe- 
raturverteilung hat, wobei nach Ablauf dieser Haltezeit 
ausgewahlte Zonen der Formrauminnenwandung auf niedrigere 
Temperaturen abgekiihlt werden . 

In werkzeugtechnischer Hinsicht wird die eingangs angegebene 
Aufgabe gelost durch ein Formwerkzeug zur Herstellung einer 
Maskenkisseneinrichtung, das in Werkzeugschliessstellung einen 
durch eine Formrauminnenwandung begrenzten, zu der zu bilden- 
den Dichtkisseneinrichtung komplementaren Forminnenraum, und 
eine Heizeinrichtung zur Aufheizung der Formrauminnenwandung 
aufweist, wobei das Formwerkzeug derart ausgebildet ist, dass 
sich an der Formrauminnenwandung fur unterschiedliche Zonen 
der darin zu bildenden Maskenkisseneinrichtung ein vorbestimm- 
tes Temperaturprof il ergibt, das zu unterschiedlich hohen 
Vernetzungsgraden des in dem Forminnenraum aushartenden 
Elastomermateriales f uhrt . 

Das erf indungsgemafte Formwerkzeug ist vorzugsweise derart 
ausgebildet, dass das Temperaturprof il derart einstellbar ist, 
dass die Formraumtemperatur in einem zur Ausbildung des, den 
Stirn- oder Nasenruckenbereich abdichtenden Abschnitts der 
Dichtkisseneinrichtung, niedriger ist als die Temperatur in 
einem zur Ausbildung eines Oberlippen- oder Kinn- 
Dichtbereiches der Dichtkisseneinrichtung. 
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Eine im Hinblick auf eine besonders gunstige Temperaturvertei- 
lung der Formrauminnenwandung vorteilhafte Ausf uhrungsf orm des 
Formwerkzeuges, ist dadurch gegeben, dass das Formwerkzeug mit 
Kuhlkanalen versehen ist, zur Abkiihlung ausgewahlter Ab- 
schnitte des Formwerkzeuges beispielsweise uber . ein zeitge- 
steuert eingebrachtes Kuhlmedium. 

Die Erf indung betrif ft gemafi einem weiteren Aspekt auch eine 
Dichtungsstruktur und ein Verfahren zur Herstellung derselben. 
Insbesondere betrifft die Erfindung Dichtungsstrukturen zur 
abdichtenden Uberbruckung oder Abdichtung, eines Spaltberei- 
ches beispielsweise bei Rohr-Verbindungen, Gehauseeinrichtun- 
gen, sowie Tur- und Fensteranordnungen. 

Oblicherweise ist bei derartigen Dichtungsstrukturen ein 
Dichtf lachenabschnitt vorgesehen, der aus einem Elastomer- 
Material gefertigt ist und in elastisch nachgiebiger Weise an 
einer Anlageflache aufsitzt. 

Bei derartigen Dichtungsstrukturen besteht das Problem, dass 
die geforderte Dichtwirkung unter Umstanden erst bei ver- 
gleichsweise hohen Flachenpressungen erreicht wird. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Dichtungsstruk- 
tur zu schaffen, die unter f ertigungstechnischen Gesichtspunk- 
ten gunstig herstellbar ist, und die sich durch eine hohe 
Dichtwirkung und hohe Adaptionsf ahigkeit auszeichnet. 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemafi gelost durch eine Dich- 
tungsstruktur mit einem aus einem Elastomer-Prof ilmaterial 
gefertigten Basiskorper, wobei der Basiskorper einen Profil- 
querschnitt mit wenigstens einer querschnittsverdickten Zone 
aufweist und das Elastomermaterial derart verarbeitet ist, 
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dass die Shore-Harte des Prof ilmateriales im Randbereich der- 
querschnittsverdickten Zone hoher ist, als im Kern Oder 
kernnahen Bereich der querschnittsverdickten Zone. 

Dadurch wird es auf vorteilhafte Weise moglich, eine Dich- 
tungsstruktur zu schaffen, die sich auch im .Bereich der 
querschnittsverdickten. Zone durch eine hohe Adaptionsf ahigkeit 
auszeichnet . 

Gemali einer besonders bevorzugten Ausf iihrungsf orm der Erfin- 
dung ist die Dichtungsstruktur derart ausgebildet, dass diese 
im Bereich der querschnittsverdickten Zonen gel-artige Materi- 
aleigenschaf ten aufweist. Die unterschiedlichen Werkstoffei- 
genschaften im Bereich der querschnittsverdickten Zone, konnen 
gemaB einer besonders bevorzugten Ausf iihrungsf orm der Erfin- 
dung dadurch erreicht werden, dass die Aushartung des Profilma- 
teriales derart erfolgt, dass das Prof ilmaterial zonenweise 
unterschiedliche Werkstof f-Vernetzungsgrade aufweist , 

Der Prof ilquerschnitt der Dichtungsstruktur kann derart 
gestaltet sein, dass die querschnittsverdickte Zone unmittel- 
bar an eine integrale Dichtlippe angrenzt. 



Die unterschiedlichen Shore-Harten oder Elastizitat smodule des 
Prof ilmateriales, insbesondere im Bereich der querschnittsver- 
dickten Zone, konnen dadurch herbeigef iihrt werden, dass die 
Dichtungsstruktur aus unterschiedlich vorbereiteten Elastomer- 
Mischungen (Compound-Material) gefertigt wird. Diese unter- 
schiedlichen Elastomer-Compound Systeme konnen durch seperate 
Speiseof f nungen in einen Formraum eines Formwerkzeuges, 
insbesondere in einen Extrusionskanal eingebracht werden. Die 
Einspeisung der unterschiedlich vorbereiteten Elastomer- 
Compoundmischungen kann in zeitlich abfolgenden Schritten 
erf olgen . 
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Die erf indungsgemafte Dichtungsstruktur kann derart ausgebildet 
sein, dass diese beispielsweise als umlaufender Dichtring bei 
einer Rohr-Verbindung vorgesehen ist. 

Hinsichtlich eines Verfahrens zur Herstellung der erfindungs- 
gemaBen Dichtungsstruktur, wird die eingangs angegebene 
Aufgabe gelost, durch ein Verfahren, bei welchem im Rahmen 
eines Elastomer-Materialeinbringschrittes das Elastomer- 
Material in einen Dichtungsstruktur-Formraum eingebracht wird, 
wobei die Aufheizung des Elastomer-Materiales in dem Formraum 
derart abgestimmt erfolgt, dass das Prof ilmaterial im Bereich 
einer querschnittsverdickten Zone einen niedrigeren Vernet- 
zungsgrad erhalt, als im Randbereich der querschnittsverdick- 
ten Zone oder verbleibenden dunnwandigen Abschnitten der 
Dichtungsstruktur. 

Es ist moglich, den Vernet zungsvorgang definiert abzubremsen, 
indem dem Prof ilmaterial ein Katalyse-Blocker zugesetzt wird, 
der ab einem vorgegebene Vernetzungsgrad oder Vernetzungszeit- 
raum eine weitere Vernetzung unterbindet. Dieser Katalyse- 
Blocker ist vorzugsweise derart konf iguriert , dass dieser zum 
Beispiel durch UV-Belichtung oder durch Mikrowellenauf heizung 
aktiviert wird. Durch die Verwendung eines Katalyse- oder 
Vernetzungs-Blocker wird es moglich, im Bereich jener Zonen 
mit niedrigem Vernetzungsgrad diesen Zustand uber einen 
hinreichend langen Zeitraum, insbesondere auch unbeschadet 
einer Nachtemperphase auf rechtzuerhalten . 

Vorzugsweise wird das Temperaturprof il einer zur Bildung der 
Dichtungsstruktur vorgesehenen Formrauminnenwand derart 
abgestimmt, dass die in dem Formraum gebildete Dichtungsstruk- 
tur Abschnitte unterschiedlicher Shore-Harte aufweist. 
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Es ist moglich, das im Bereich der querschnittsverdickten Zone 
gegebenenf alls unvernetzte Elastomer-Material zumindest 
teilweise abzusaugen oder auszublasen und die Dichtungsstruk- 
tur anschlieliend nachzutempern. Auf diese Weise wird es 
moglich, in der Dichtungsstruktur Kavernen- oder Schlauchzonen 
auszubilden. 

Weitere Einzelheiten und Merkmale der angegebenen Erfindungen 
ergeben sich aus der nachf olgenden Beschreibung in Verbindung 
mit der Zeichnung. 

Kurzbeschreibung der Figuren 

Es zeigt: 

Fig. 1 einen Querschnitt durch eine Dichtkisseneinrichtung 
gemafi einer ersten Ausf uhrungsf orm der Erfindung mit ei- 
ner querschnittsverdickten Zone und darin enthaltenen 
Bereichen unterschiedlicher Shore-Harte; 

Fig. 2 eine Schnittansicht durch eine Dichtkisseneinrichtung 
ebenfalls mit einer querschnittsverdickten Zone und dar- 
in ausgebildeten Bereichen unterschiedlicher Materialei- 
genschaften; 

Fig. 3 ein Diagramm zur Erlauterung der unterschiedlichen 
Temperaturverteilung einer Formrauminnenwand eines Form- 
werkzeuges zur Herstellung einer Dichtkisseneinrichtung 
mit in Umf angsrichtung variierender Shore-Harte. 

Fig. 4 eine Schnittansicht zur Erlauterung des Querschnitts 
einer Dichtkisseneinrichtung mit einem, in deren Innen- 
bereich, einer Dichtlippe benachbart angeordneten, ge- 
lartig vernetzten Einsatzelement . 
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Fig. 5a eine Variante des Einsatzelementes 16 nach welcher deren 
gelartig vernetzter Korper eine huf eisenartige Gestalt 
aufweist und sich in Applikationsposition uber den Na- 
senrucken des Maskenanwenders erstreckt. 

Fig. 5b zeigt eine Variante des Einsatzelementes 16 nach welcher 
deren gelartig vernetzte Korper ringartig der Dichtlippe 
folgend, urn eine Mund- und/oder Nasenoffnung umlaufend 
ausgebildet ist; 

Fig. 6a eine Schnittansicht durch eine Dichtkisseneinrichtung 
ebenfalls mit einer querschnittsverdickten und einem 
Gel- Oder Schaummaterial ausgefullten Zone die hier 
durch einen integral mit der Dichtlippeneinrichtung ge- 
bildeten Taschenabschnitt gebildet ist, wobei der Ta- 
schenabschnitt durch ein Rahmenelement abgedeckt ist und 
die Dichtlippeneinrichtung mit einem Schalenkorper ver- 
sehen ist, der integral mit der Dichtlippeneinrichtng 
aus einem Elastomermaterial gefertigt ist; 

Fig. 6b eine Schnittansicht durch eine Dichtkisseneinrichtung 
ahnlich Figur 6b, wobei das Rahmenelement eine An- 
schlussstruktur bildet, zur Ankoppelung einer den Nasen- 
bereich uberdeckenden Maskenschale; 

Fig. 6c eine weitere Schnittansicht durch eine Dichtkissen- 
einrichtung ebenfalls mit einer querschnittsverdickten 
und mit einem nachgiebigen Gel- oder Schaummaterial ge- 
fiillten querschnittsverdickten Zone; 
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Fig. 7 eine vereinfachte perspektivische Darstellung eines aus 
einem Gel- oder Schaummaterial bestehenden Polsterkor- 
pers zur Abstiitzung einer Atmmaske; 

Fig. 8 eine vereinfachte Seitenansicht zur Erlauterung eines 
moglichen Verlaufs eines Polsterkorpers nach Fig. 7 auf 
der Gesichtsf laghe eines Maskenanwenders; 

Fig. 9 eine vereinfachte perspektivische Darstellung eines Gel- 
oder Schaumpolsterkorpers, der in verschiedene Segmente 
unterteilt ist, wobei die Segmente unterschiedliche me- 
chanische Eigenschaf ten, insbesondere unterschiedliche 
Shoreharten aufweisen und die Grenzflachen organisch un- 
eben ausgebildet sind; 

Fig. 10 eine raumliche Darstellung zur Erlauterung einer 
Polsterkorpervariante mit einem im Nasenruckenuberbru- 
ckungsbereich ausgesparten Abschnitt; 



Fig. 11 eine Schnittansicht eines den Nasenruckenbereich 
uberbruckenden Polster korpersegmentes ; 

Fig. 12 eine Skizze zur Illustration des Verlaufs eines 
Polsterkorpers auf der Gesichtsf lache eines Patienten; 



Fig. 13 eine Skizze zur Erlauterung eines auf dem Oberlippen- 
bereich eines Patienten aufsitzenden Polsterkorperseg- 
ments; 

Fig. 14 eine perspektivische Ansicht einer Dichtlippenein- 
richtung einschliefilich zugehorigem Maskenbasiskopers, 
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wobei die Dichtlippeneinrichtung einen Umf angstaschenab- 
schnitt aufweist der mit einem Gel- oder Schaumstof fma- 
terial gefiillt ist und im Bereich der abgesetzt gekenn- 
zeichneten Dichtlippenumf angszone den Maskenbasiskorper 
auf der Gesichtsf lache des Patienten abstutzt; 

Fig. 15 eine perspe jet ivische Ansicht einer Dichtlippenein- 
richtung ahnlich Figur 14 einschliefllich zugehorigem 
Maskenbasiskopers, wobei die Dichtlippeneinrichtung ei- 
nen Umf angstaschenabschnitt aufweist der mit einem Gel- 
oder Schaumstof fmaterial gefiillt ist und im Bereich der 
abgesetzt gekennzeichneten Dichtlippenumf angszone den 
Maskenbasiskorper auf der Gesichtsf lache des Patienten 
abstutzt und im Berich des NasenrOckens mit einer Aus- 
nehmung versehen ist, oder unterbrochen ist, so dass in 
dieser Zone keine Abstutzung liber das Gel- oder Schaum- 
stof fmaterial auf dem Nasenrucken erfolgt; 

Fig. 16 eine perspekt ivische Ansicht der Dichtlippeneinrich- 
tung nach Figur 15 zur Illustration des partiell unter- 
brochenen Umf angstaschenabschnitts ; 

Fig. 17 eine perspektivische Ansicht einer Atemmaske mit 
schwenkbewegbar angelenkter Stirnauf lageeinrichtung und 
einer Dichtlippeneinrichtung einschlieftlich zugehorigem 
Maskenbasiskopers, gemaft Figuren 14 oder 15; 

Fig. 18a bis 18 e Schnittansichten von Varianten von Stri- 
nauf lage-Pads insbesondere zur Verwendung in Verbindung 
mit einer Atemmaske, beispielsweise gemafi Figur 17, wo- 
bei die Stirnauf lagepads Querschnittsverdickte Zonen 
aufweisen die mit einem Gel- oder Schaumstof fmaterial 
gefiillt sind; 
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Fig. 19 eine perspektivische Ansicht eines Abschnitts einer 
erf indungsgemaflen Dichtungsstruktur mit einer quer- 
schnittsverdickten Zone und darin ausgebildeten Berei- 
chen niedriger Shore-Harte. 

Ausfuhrliche Beschreibung der Figuren 

Die in Fig. 1 dargestellte Dichtkisseneinrichtung 1 umfasst 
eine in Applikationsposition auf einer hier angedeuteten 
Gesichtsf lache 2 aufsitzenden Dichtlippe 3. 

Die Maskenkisseneinrichtung 1 umfasst weiterhin eine quer- 
schnittsverdickte Zone 4, die bei diesem Ausf uhrungsbeispiel 
zwischen einem oberen Umfangsrand 5 und der Dichtlippe 3 
angeordnet ist. 

Die querschnittsverdickte Zone 4 ist derart ausgebildet, dass 
die Shore-Harte des die querschnittsverdickte Zone bildenden 
Materiales, variiert. Die hier angedeuteten Materialzonen 
haben einen nahezu gelartigen Charakter. Die Shore-Harte der 
am weitesten innen liegenden Materialzone 6 ist niedriger, als 
die der angrenzenden Materialzone 7, welche wiederum eine 
niedrigere Shore-Harte hat, als die angrenzende Materialzone 
8. Der Auflenbereich 9 der querschnittsverdickten Zone ist aus 
einem im wesentlichen vollstandig vernetzten Elastomermaterial 
gefertigt und hat im wesentlichen dieselbe Shore-Harte wie die 
Dichtlippe 3 . 

Die unterschiedlichen Materialeigenschaf ten im Bereich der 
querschnittsverdickten Zone 4 werden durch das Temperaturpro- 
fil eines zur Fertigung der Maskenkisseneinrichtung 1 vorgese- 
henen Formwerkzeuges sowie durch Begrenzung der Verweilzeit, 
der zumindest im Formraum-nahen Bereich, hinreichend ausgehar- 
teten Maskeneinrichtung in dem Formwerkzeug bestimmt. 
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Es ist moglich, den Vernet zungsvorgang definiert abzubremsen, 
indem dem Elastomermaterial ein Katalyse-Blocker zugesetzt 
wird, der ab einem vorgegebenen Vernetzungsgrad, oder Vernet- 
zungszeitraum, eine weitere Vernetzung unterbindet. Der 
Katalyse-Blocker ist vorzugsweise derart konf iguriert , dali 
dieser z.B. durch UV-$elichtung, oder durch Mikrowellenauf hei- 
zung aktiviert wird, Durch die Verwendung eines Katalyse- oder 
Vernetzungs-Blockers wird es moglich, im Bereich jener Zonen 
mit niedrigem Vernetzungsgrad, diesen Zustand uber einen 
hinreichend langen Zeitraum - Insbesondere auch unbeschadet 
einer Nachtemperphase - aufrecht zu erhalten. 

Bei der hier dargestellten Maskenkisseneinrichtung 1 ist die 
Dichtlippe 3 derart mit der querschnittsverdickten Zone 4 
gekoppelt, dass die querschnittsverdickte Zone 4 in Applikati- 
onsposition der Maskenkisseneinrichtung 1 gegebenenf alls auf 
einer Innenseite 3a der Dichtlippe 3 aufsitzen kann. Hierdurch 
kann uber die querschnittsverdickte Zone 4 die Maskenkissen- 
einrichtung 1 auf der Gesichtsf lache 2 abgestutzt werden, 
wobei sich auf Grund der besonderen Eigenschaf ten der quer- 
schnittsverdickten Zone 4, nur vergleichsweise geringe Fla- 
chenpressungen ergeben - 

Vermittels der querschnittsverdickten Zone 4 ist es bei dieser 
Ausfuhrungsform auch moglich, die Dichtlippe 3 insbesondere in 
den kritischen Bereichen wie zum Beispiel dem Nasenruckenbe- 
reich zusatzlich gegen die Gesichtsf lache des Maskenanwenders 
zu drangen, 

Im Bereich des oberen Umf angsrandes 5 ist hier eine Koppe- 
lungsstruktur 6 ausgebildet, uber welche die Maskenkissenein- 
richtung 1 mit einer hier nur andeutungsweise dargestellten, 
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eine Gewolbekorper bildenden Hartschale 7 in hinreichend 
abdichtender Weise gekoppelt werden kann. 

Die hier dargestellte Maskenkisseneinrichtung 1 ist aus einem 
Zwei-Komponenten-Silikonmaterial gefertigt, wobei die Materi- 
alzone 6 im wesentlichen nicht ausgehartet ist. Die Material- 
zonen 7 und 8 sind gelartig-teilausgehartet , wobei der Vernet- 
zungsgrad der Materialzone 8 grofier ist als der Vernetzungs- 
grad in der Materialzone 7. 

Die hoheren Vernet zungsgrade im Randbereich der Maskenkissen- 
einrichtung 1 werden insbesondere durch die hohe Aufheizung 
des an eine Formraumwandung angrenzenden Silikonmateriales 
erreicht . 

Unabhangig von der vorangehend beschriebenen Ausgestaltung der 
querschnittsverdickten Zone 4 - oder in besonders vorteilhaf- 
ter Weise in Kombination mit dieser - ist es moglich, die 
Dichtlippe 3 derart auszubilden, dass diese in ihrem Umfangs- 
verlauf unterschiedliche Shore-Harten aufweist. Diese unter- 
schiedlichen Shore-Harten konnen ebenfalls durch willkurliche 
Festlegung des Temperaturprof iles eines zur Bildung der 
Maskenkisseneinrichtung 1 vorgesehenen Formwerkzeuges im 
Bereich seiner Formrauminnenwandung erreicht werden. 

In Fig. 2 ist ein weiteres Ausf uhrungsbeispiel einer Masken- 
kisseneinrichtung 1 dargestellt, die hier integral mit einem 
den Maskeninnenraum 10 vom Umgebungsbereich 11 trennenden 
GewolbekSrper 12 ausgebildet ist. 

Die auch bei dieser zweiten Ausf uhrungsf orm vorgesehene 
querschnittsverdickte Zone 4 weist ebenfalls Materialzonen 6, 
1, 8 auf, die sich hinsichtlich der darin vorherrschenden 
Shore-Harte unterscheiden . Die querschnittsverdickte Zone 
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sitzt bei diesem Ausf uhrungsbeispiel uber eine vollstandig 
vernetzte, und in die Dichtlippe 3 ubergehende Aussenwandung 
3b auf der hier naher dargestellten Gesichtsf lache des Masken- 
anwenders ab. 

Die Dichtlippe 3 ist hier nur als kleiner, zur Na$en- und/oder 
Mundoffnung radial eiowarts vordringender Dichtlippenabschnitt 
ausgebildet - 

Obgleich hier nicht naher dargestellt, ist es moglich, die 
querschnittsverdickte Zone 4 und/oder die Dichtlippe 3 uber 
Faltenstrukturen mit dem Gewolbekorper 12 zu koppeln, so dass 
hierdurch eine nochmals verbesserte Adaptionsf ahigkeit der 
Maskenkisseneinrichtung 1 an die individuelle Gesichtstektur 
des Maskenanwenders ergibt. 

Die querschnittsverdickte Zone 4 kann mit gegebenenf alls 
variierender Querschnittsgeometrie ■ vollstandig umlaufend 
ausgebildet sein. Alternativ hierzu ist es jedoch auch mog- 
lich, die querschnittsverdickte Zone in der Maskenkissenein- 
richtung 1 nur im Bereich des, in Applikationsposit ion dem 
Stirn- oder Nasenriicken-nahen Bereich auszubilden. 

Es ist auch moglich, in Umf angsrichtung der Maskenkissenein- 
richtung 1 derart unterschiedliche Radial-Schnittgeometrien 
vorzusehen, dass beispielsweise im Oberlippen- oder Kinn-nahen 
Bereich der Querschnitt durch die Maskenkisseneinrichtung 1 im 
wesentlichen dem in Fig. 2 skizzierten Aufbau entspricht, 
wogegen im Stirn- oder Nasenriicken-nahen Bereich der Masken- 
kisseneinrichtung 1 der Querschnitt der Maskenkisseneinrich- 
tung 1 im wesentlichen dem in Fig- 1 dargestellten Querschnitt 
entspricht . 
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In Fig. 3 ist in der Art eines Polardiagrammes der Temperatur- 
verlauf einer, der Dichtlippeneinrichtung 3 sowie insbesondere 
der querschnittsverdickten Zone 4 benachbarten Formrauminnen- 
wandung dargestellt. Wie aus diesem Polardiagramm ersichtlich, 
herrscht in einem hier als □ A gekennzeichneten Polarbereich 
eine vergleichsweise niedrige Durchschnittstemperatur TA, die 
zu einem niedrigeren .Vernetzungsgrad . des Elastomerwerkstof f es 
der Maskenkisseneinrichtung 1 fuhrt, als die Temperaturen TB 
und TC in den Bereichen □ B und □ C. 

Die Temperatur TC im Bereich ftC ubersteigt die Temperatur TB 
im Bereich -&B. 

Die Temperatur im Bereich ftA bestimmt im wesentlichen den 
Vernetzungsgrad und damit die Shore-Harte der Dichtlippe 3 in 
einem Stirn- oder Nasenrucken-nahen Bereich. 

Die Temperatur TB in den Bereichen -&B bestimmt im wesentlichen 
die Shore-Harte in den Wangen oder Nasenf lugel-nahen Bereich 
der Dichtlippe 3. Die Temperatur TC bestimmt im wesentlichen 
die Shore-Harte der Dichtlippe 3 in ihrem auf dem Kinn- oder 
Oberlippenbereich des Maskenanwenders aufsitzenden Umfangsab- 
schnitt . 

Die hier dargestellte Temperaturverteilung kann wahrend der 
Verweilzeit des Elastomermateriales in dem entsprechenden 
Formraum eines Formwerkzeuges verandert werden. Die Anderung 
des Temperaturprof iles in dem Formraum des Formwerkzeuges kann 
durch Anderung der Heizleistung oder durch abschnitt sweise 
Kuhlung des Formwerkzeuges erfolgen. 

Kuhl- und/oder Heizorgane konnen sowohl im Bereich der Aussen- 
werkzeuge als auch im Bereich der in Schlieftstellung des 
Formwerkzeuges in den Auftenwerkzeugen unter Belassung des 
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Dicht kissen-Formraumes auf genommenen Formkernwerkzeugen 

ausgebildet sein. 



Die in Figur 4 dargestellte Dicht kisseneinrichtung umfaftt ein 
Einsatzelement 16 das aus einem gelartig ausgeharteten, 
oberf lachlich verhauteten Elastomermaterial gefertigt ist. 
Dieses Einsatzelement. ist uber eine Fixierstruktur 13 im 
Innenbereich der Dicht kisseneinrichtung angeordnet. Die 
Fixierstruktur 13 ist durch eine Profilierung der Dichtkissen- 
einrichtung integral mit dieser ausgebildet. Die Profilierung 
ist derart gestaltet, dafl ein Wulstabschnitt 14 des Einsatz- 
elementes 16 durch einen Haltelippenabschnitt 15 gehalten ist. 
Ein der Dichtlippe 3 zugewandter Abschnitt des Einsat zelemen- 
tes 16 ist derart ausgebildet, dafl dieser ggf. auf einer 
Innenseite der Dichtlippe 3 aufsitzen kann. 

Es ist moglich, die Fixerstruktur im Innenbereich der Dicht- 
kisseneinrichtung derart auszubilden, dali an diese unter- 
schiedlich ausgebildete Einsat zelemente ankoppelbar sind. Es 
ist moglich, mehrere, Dichtkissen-kompatible Einsatzelemente 
in Gel- Schaum- und/oder Schlauchbauf orm vorzusehen und diese 
anwendungsf allbezogen auszuwahlen und eine Atemmaske damit zu 
bestucken. Es ist moglich, wenigstens eine Variante eines 
zumindest teilweise vorgef ormten, vorzugsweise gelartigen, 
Einsatzelementes vorzuhalten, das beispielsweise durch Erwar- 
mung in einen hinreichend plastif izierten Zustand bringbar 
ist, in welchem das Einsatzelement, an die individuelle 
Gesichtstektur des Maskenanwenders anpassbar ist. 

Die Skizze Fig. 5a zeigt eine Variante des Einsatzelementes 16 
nach welcher deren gelartig vernetzter Korper eine hufeisenar- 
tige Gestalt aufweist und sich in Applikationsposition Uber 
den Nasenrucken des Maskenanwenders erstreckt. 
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Die Skizze Fig. 5b zeigt eine Variante des Einsatzelementes 16 
nach welcher deren gelartig vernetzte Korper ringartig der 
Dichtlippe folgend, urn eine Mund- und/oder Nasenoffnung 
umlaufend ausgebildet ist. 

Der Querschnitt des Einsatzelementes 16 im Bereich der 
Schnittebene tt entspricht beispielsweise dem in Figur 4 
dargestellten Querschnitt. 

Figur 6a zeigt eine Schnittansicht durch eine Dichtkissenein- 
richtung ebenfalls mit einer querschnittsverdickten und einem 
Gel- oder Schaummaterial ausgefullten Zone die hier in einem 
integral mit der Dichtlippeneinrichtung gebildeten Taschenab- 
schnitt 22 gebildet ist, wobei der Taschenabschnitt 22 durch 
ein Rahmenelement 20 abgedeckt ist und die Dichtlippeneinrich- 
tung mit einem Schalenkorper 21 versehen ist, der integral mit 
der Dichtlippeneinrichtung, insbesondere der Dichtlippe 3 aus 
einem Elastomermaterial gefertigt ist. Der Taschenabschnitt 22 
ist durch zwei Wandabschnitte 23, 24 definiert, die Teil der 
Dichtlippeneinrichtung bilden. Das Rahmenelement 20 bildet 
Teil einer Applikationsvorrichtung zur Applikation der Dicht- 
kisseneinrichtung auf dem Gesicht eines Atemmaskenanwenders . 
An dem Rahmenelement sind Prof ilierungen und Raststrukturen 
vorgesehen, die eine definierte Koppelung der Dichtlippenein- 
richtung mit dem Rahmenelement 20 ermoglichen. Das Rahmenele- 
ment kann aus einem biegsamen Material gefertigt sein, so dass 
eine weitere Anpassung des Maskenkissens an die individuelle 
Gesichtstektur eines Maskenanwenders ermoglicht ist. Bei dem 
gezeigten Ausf uhrungsbeispiel bildet das Rahmenelement 20 eine 
Haltestruktur , durch welche der Taschenabschnitt 22 abge- 
schlossen wird. Das Rahmenelement 20 kann mit der Dichtlippen- 
einrichtung spaltfrei verklebt sein. 
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Figur 6b zeigt eine Schnittansicht durch eine Dicht kissenein- 
richtung ahnlich Figur 6a, wobei das Rahmenelement 20 eine 
Anschlussstruktur 25 bildet, zur Ankoppelung einer den Nasen- 
bereich uberdeckenden, beispielsweise aus POM gefertigten 
Maskenschale . das Rahmelement 20 bildet auch bei diesem 
Ausf uhrungsbeispiel eine Haltestruktur , durch welche der 
Taschenabschnitt 4 verschlossen ist. 

Figur 6c zeigt eine weitere Schnittansicht durch eine Dicht- 
kisseneinrichtung ebenfalls mit einer querschnittsverdickten 
und mit einem nachgiebigen Gel- oder Schaummaterial gefullten 
querschnittsverdickten Zone 4. Die Dichtlippeneinrichtung 
umfasst ahnlich' wie die Ausf uhrungsf orm nach Figur 6a zwei 
Wandabschnitte 23, 24 zwischen welchen das Gel- oder Schaumma- 
terial aufgenommen ist. Die Wandabschnitte 23, 24 weisen eine 
Verschlussprof ilierung 27 auf und sind durch diese zusammen- 
gehalten. Die so gebildete Dichtlippeneinrichtung kann liber 
einen Halterandabschnitt 28 an einer Hartschale einer Atemmas- 
ke angebracht werden; 

In den Figuren 6a, 6b und 6c ist andeutungsweise der Nasenbe- 
reich eines Patienten dargestellt. Die Querschnittsgestaltung 
der Dichtlippeneinrichtung kann in ihrem Verlauf in Umfangs- 
richtung variieren und unterschiedliche Stutzcharakteristika 
und Flachenpressungen erzeugen. Vorzugsweise liegt der Fla- 
chenanteil der unter Wirkung des Gel- oder Schaumstof f korpers 
abgestutzten Hautkontaktzone der Dichtlippeneinrichtung im 
Bereich von 18 bis 54 %. Der von der Gel- oder Polsterkorper- 
gestutzen Zone umsaumte Flachenanteil der Hautkontaktzone 
liegt vorzugsweise im Bereich von 46 bis 82%. 

In Figur 7 ist eine vereinfachte perspektivische Darstellung 
eines aus einem Gel- oder Schaummaterial bestehenden profi- 
lierten Polsterkorpers zur Abstutzung einer Atemmaske gezeigt, 
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der in seinem Verlauf in Umf angsrichtung verschiedene Quer- 
schnitte bereitstellt . Der Polsterkorper ist derart ausgebil- 
det, dass dieser im Bereich der zur Oberbruckung des Nasenru- 
ckens vorgesehenen Zone nur eine relativ kleine Querschnitts- 
flache aufweist. In den zur Abstutzung auf Backenknochen oder 
Wangenbereich vorgesehenen Zonen ist der Polsterkorper relativ 
dickwandig und stark verformbar ausgebildet. 

Figur 8 zeigt eine vereinfachte Seitenansicht zur Erlauterung 
eines moglichen Verlaufs eines Polster korpers nach Figur 7 auf 
der Gesichtsf lache eines Mas kenanwenders - Der Polsterkorper 
kann in einem hinreichend komplementar ausgebildeten Taschen- 
abschnitt einer Dichtlippeneinrichtung auf genommen sein, wie 
diese in Verbindung mit den Figuren 6a, 6b und 6c sowie den 
Figuren 14, 15, 16 beschrieben ist. 

Figur 9 zeigt eine vereinfachte perspektivische Darstellung 
eines Gel- oder Schaumpolsterkorpers, der in verschiedene 
Segmente unterteilt ist, wobei die Segmente unterschiedliche 
mechanische Eigenschaf ten, insbesondere unterschiedliche 
Shoreharten aufweisen und die Grenzf lachen organisch uneben 
ausgebildet sind. Bei dem gezeigten Ausf uhrungsbeispiel ist 
der Polsterkorper aus einem Gelmaterial gefertigt und in ein 
Flankenstutzsegment 31 und ein Oberlippenstut zsegment 32 
unterteilt. Die beiden Segmente sind aus unterschiedlich 
eingef arbten, t ransparenten Gelmaterialien gefertigt und in 
eingebautem Zustand in einer Umf angstasche einer Dichtlippen- 
einrichtung auf genoramen . Das Flankenstutzsegment 31 weist 
einen linken Flankenabschnitt 31a und einen rechten Flankenab- 
schnitt 31b auf, die hier im Nasenruckenbereich uber eine 
Bruckenzone 31c miteinander verbunden sind. Es ist auch 
moglich, im Bereich der Bruckenzone ein von den Flankenab- 
schnitten 31a, 31b separates, vorprof iliertes Segment vorzuse- 
hen, wie dies in Figur 11 dargestellt ist. es ist auch mog- 
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lich, die Beiden Flankenabschnitte 31a, 31b im Beriech des 
Nasenruckens zu unterbrechen . 

Die Segmente 31a, 31b, 31c, 32 sind vorzugsweise so ausgebil- 
det, dass diese uber uneben ausgebildete Grenzflachen aneinan- 
der stofien. Der Verlauf der Grenzflachen kann unter astheti- 
schen sowie strukturmechanischen Gesichtspunkten abgestimmt 
werden und dabei insektenpanzerartige Segmentgrenzkonturen 
aufweisen . 

Figur 10 zeigt eine raumliche Darstellung zur Erlauterung 
einer Polster korpervariante mit einem im Nasenriickenuberbru- 
ckungsbereich ausgesparten Abschnitt. Die Flankenabschnitte 
31a, 31b bilden Stutzsysteme zur Ubertragung einer Masken- 
stutzkraft auf die Gel- oder Schaumkorperstut zzone G/Sl. Diese 
Gel- oder Schaumkorperstut zzone G/Sl umsaumt eine ' Innenlippen- 
auflagezone ID2 die sich uber den Oberlippen oder Kinnbereich, 
sowie den Nasenriickenbereich erstreckt. Dieser Polsterkorper 
kann in einen Taschenabschni tt einer Dicht lippeneinrichtung 
eingesetzt sein. 

Fig. 11 zeigt eine Schnittansicht eines den Nasenriickenbereich 
uberbriickenden Polsterkorpersegmentes 31c das aus einem 
besonders weichen, schwachvernet ztem Gelmaterial gefertigt ist 
und den Nasenrucken uberquert. Das Polsterkorpersegment 31c 
ist so ausgebildet, dass dieses Anschlussf lachen aufweist die 
einen mechanisch vorteilhaf ten Obergang zu den Seitenf lanken- 
segmenten 31a, 31b ermoglichen. 

Fig. 12 zeigt eine Skizze zur Illustration des Ubergangsberei- 
ches zwischen einem Polsterkorpersegment 31c und einem Seiten- 
f lankensegment 31a, sowie insgesamte den Verlauf eines derar- 
tigen, aus mehreren Segmenten gebildeten Polsterkorpers auf 
der Gesichtsf lache eines Patienten. Das jeweils weichere 
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Segment bildet einen Auslauf abschnitt der das hartere Segment 
untergreif t . 

Figur 13 zeigt eine Skizze zur Erlauterung eines auf dem 
Oberlippenbereich eines Patienten aufsitzenden Polsterkorper- 
segments 32 wie dies bei dem segmentierten Polsterkorper gemafi 
Figur 12 vorgesehen ist. Die Polster korpersegmente bestehen 
vorzugsweise aus einem Gel- oder Elastomermaterial mit niedri- 
gem Vernet zungsgrad und sind als solche in komplementar 
ausgebildeten Taschenabschnitten unmittelbar aneinandersto- 
flend, oder durch Stege voneinander getrennt aufgenommen. 

Figur 14 zeigt eine perspektivische Ansicht einer Dichtlippen- 
einrichtung einschliefilich zugehorigem Maskenbasiskopers, 
wobei die Dicht lippeneinr ichtung einen Umf angstaschenabschnitt 
4 aufweist der zur Bereitstellung eines Polsterkorpers mit 
einem Gel- oder Schaumstof fmaterial gefullt ist (siehe Figuren 
6a, 6b nd 6c) . Die derart ausgebildete Dichtlippeneinrichtung 
stiitzt im Bereich der durch Wirrschraf f ur abgesetzt gekenn- 
zeichneten Dichtlippenumf angszone den Maskenbasiskorper auf 
der Gesichtsf lache des Patienten in der Zone GS1 (siehe auch 
Fig. 10) . Der Innenbereich der Dichtlippeneinrichtung 3 liegt 
von den Maskenanpresskraf ten weitgehend unabhangig uber die 
Zone ID2 auf der Gesichtsf lache des Maskenanwenders auf. 

Der Umf angstaschenabschnitt 4 ist von der Wandung 23 einge- 
fasst. Die von der Wandung 23 umschlossene und im Zusammen- 
spiel mit einer Innenumf angswandung 24 gebildete Tasche ist 
durch ein Rahmenelement 20 abgedeckt. Ober das Rahmenelement 
20 kann unmittelbar eine Aufbringung von Maskenanpresskraf ten 
auf das im Taschenabschnitt 4 auf genommene Gel- oder Polster- 
material erf olgen . 
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In Figur 15 ist eine perspektivische Ansicht einer Dichtlip- 
peneinrichtung ahnlich Figur 14 einschlielilich zugehorigem 
Maskenbasiskopers gezeigt, wobei die Dicht lippeneinrichtung 
einen Umf angstaschenabschnitt aufweist der mit einem Gel- Oder 
Schaumstof fmaterial gefiillt ist und im Bereich der abgesetzt 
gekennzeichneten Dicht lippenumf angs zone den Maskenbasiskorper 
auf der Gesichtsf lache des Patienten abstutzt* Im Bereich des 
Nasenruckens ist der Polsterkorper mit einer Ausnehmung 
versehen oder unterbrochen, so dass in dieser Zone keine 
Abstutzung liber das Gel- oder Schaumstof fmaterial auf dem 
Na sen rue ken erf olgt ; 

Figur 16 zeigt eine perspektivische Ansicht der Dichtlippen- 
einrichtung nach Figur 15 zur Illustration des Umf angstaschen- 
abschnitts 4. In diesen Umf angstaschenabschnitt kann das zur 
Bildung des Polsterkorpers vorgesehene Material ungeformt 
eingebracht werden und in dem Taschenabschnitt def iniert 
vernetzen. Es ist auch moglich, in den Taschenabschnitt 
vorgeformte Polsterkorper, insbesondere segmentierte Polster- 
korper einzusetzen und darin zum Beispiel durch ein Rahmenele- 
ment zu sichern. 

Figur 17 zeigt eine perspektivische Ansicht einer Atemmaske 
mit schwenkbewegbar angelenkter Stirnauf lageeinrichtung und 
einer Dicht lippeneinrichtung einschlielilich zugehorigem 
Maskenbasiskopers, gemafl Figuren 14 oder 15. Einzelheiten 
dieser Atemmaske sind ■ in der Patentanmeldung PCT-EP02/02877 
beschrieben. Der Of f enbarungsgehalt dieser Patentanmeldung ist 
durch diese . Bezugnahme in die vorliegende Anmeldung einge- 
schlossen. Diese Atemmaske umfasst Stirnpads 40 die aus einem 
Elastomermaterial gefertigt sind und an einer Stirnabstutzein- 
richtung 41 angebracht sind. 
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Die Befestigung der Stirnpads 40 erfolgt liber eine Steckhalte- 
rung die eine zentrale Auf nahmeof f nung 42 und anschliefiende 
Rasbahnen 43 aufweist, die in Fixiertaler 44 einmunden. In 
diese Fixiertaler 44 kann ein Rastkopf abschnitt 45 des Stirn- 
pads 40 eintauchen und das Stirnpad 40 in dieser Stellung 
sichern. Die Rastbahnen 43 sind so ausgelegt, dass das Stirn- 
pad 40 in einer auf den Maskenanwender abgestimmten Position 
an der St irnauf lageeinrichtung 41 festgelegt werden kann. 

In den Figuren 18a bis 18e sind Schnittansichten von Varian- 
ten von Strinauf lage-Pads 40 insbesondere zur Verwendung in 
Verbindung mit einer Atemmaske, beispielsweise gemali Figur 17 
dargestellt, wobei die Stirnauf lagepads 40 querschnittsver- 
dickte Zonen aufweisen die mit einem Gel- oder Schaumstof f ma- 
terial gefullt sind. Die Stirnauf lagepads 40 umfassen einen 
Stutzschaft 46 und eine Rastkopf abschnitt 45. Der Stutzschaft 
46 und der Rastkopf abschnitt 45 sind so ausgebildet, dass 
diese eine definierte Kippbewegung der zur Auflage auf der 
Stirnflache eines Patienten vorgesehenen Auflagezone ermogli- 
chen. Im Bereich dieser Auflagezone sind Prof ilierungen 
vorgesehen, die einem Unerdruckauf bau vorbeugen. 

Die Pads 40 sind mit einem Gel- oder Schaumstof fmaterialab- 
schnitt 47 versehen. Dieser Abschnitt 47 sowie die diesen 
umgrenzenden elastomeren Wandungen sind so abgestimmt, dass 
sich eine definierte Flachenpressungsverteilung und/oder eine 
definierte Gelenkcharakteristik ergibt. 

Die in Figur 19 gezeigte Dichtungsstruktur 7 umfaflt eine 
Dichtlippe 1 und eine sich daran anschliefiende querschnitts- 
verdickte Zone 2. Im Bereich der querschnittsverdickten Zone 2 
ist eine Bef estigungsprof ilierung 3 vorgesehen, uber welche 
die Dichtungsstruktur an einem Halteprofil befestigbar ist. 
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Im Bereich der querschnittsverdickten Zone 2 ist das Profilma- 
terial der Dichtungsstruktur derart verarbeitet, dass die 
Shore-Harte des Prof ilmateriales im Kernbereich 4 der quer- 
schnittsverdickten Zone niedriger ist als im Randbereich 2a 
der querschnittsverdickten Zone. Im Kernbereich 4 hat das 
Prof ilmaterial im wesentlichen gel-artige Materialeigenschaf- 
ten. In dem zwischen dem Kernbereich 4 und dem Randbereich 2a 
liegenden Bereichen 5, 6 ist das Prof ilmaterial derart ver- 
netzt, dass sich hier zwar hohere Shore-Harten als im Kernbe- 
reich 4, jedoch niedrigere Shore-Harten als im Randbereich 2a 
ergeben. Die Shore-Harte in dem, dem Kernbereich 4 benachbar- 
ten Innenbereich 5 ist bei diesem Ausf uhrungsbeispiel niedri- 
ger als die Shore-Harte in dem angrenzenden Ringbereich 6, 

Die erf indungsgemafie Dichtungsstruktur zeichnet sich dadurch 
aus, dass diese eine teilausgehartete, querschnittsverdickte 
Zone aufweist. Die erf indungsgemafie Dichtungsstruktur ist 
vorzugsweise aus einem additionsvernetzenden Material, insbe- 
sondere Silikonmaterial als Spritzguli- oder Extrusionsprof il 
gefertigt. Durch Abstimmung des Temperaturprof ils einer 
Formraum oder Extrusionskanalwand konnen die gewunschten 
Vernet zungsgrade in einem engen Toleranzbereich festgelegt 
werden. Gemafl einer besonders bevorzugten Ausf uhrungsf orm der 
Erfindung wird die Vernet zungsreaktion im Bereich der quer- 
schnittsverdickten Zone aktiv unterbunden, so dass die ge- 
wunschten Materialeigenschaf ten der querschnittsverdickten 
Zone langzeitstabil auf rechterhalten werden konnen. 

Die Vernetzungsreaktion kann insbesondere gestoppt werden, 
indem die Katalysereaktion durch Zugabe oder Aktivierung eines 
Katalyse-Blockes unterbunden wird. Die Aktivierung des Kataly- 
se-Blockes kann insbesondere durch UV-Licht durch Mikrowellen, 
durch elektromagnetische Strahlung oder auch durch Injektion 
eines Katalyse-Blockes in den Bereich der querschnittsverdick- 
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ten Zone herbeigef uhrt werden. Gemaft einer besonders bevorzug- 
ten Ausfuhrungsform wir die erf indungsgemafle Dichtstruktur 
aus einem additionsvernetzenden LSR-Silikon gefertigt, wobei 
der Bereich der hier dargestellten Dichtlippe durchgehartet 
ist, und der sich an die Dichtlippe 1 angrenzende quer- 
schnittsverdickte Bereich Zonen mit vermindertem Vernetzungs- 
grad, insbesondere gel-elastischen Eigenschaf ten aufweist. Die 
querschnittsverdickte Zone 2 weist in ihrem Randbereich 2a 
eine vollstandig vernetzte Auftenhaut auf, wogegen das Material 
im Kernbereich 4 nahezu unvernetzt ist. 
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Patentanspriiche 

1. Maskenkisseneinrichtung fur eine Atemmaske mit einer 
Auf nahmeof f nung, die in Applikationsposition der Atemmaske 
wenigstens mit dem Nasen- und/oder Mundof f ungsbereich eines 
Maskenanwenders ubereinkommt , und einer aus einem elastome- 
ren Material gebildeten, urn die Auf nahmeof fnung umlaufenden 
Dichtlippe, die in Applikationsposition auf der Gesichtsfla- 
che des Maskenanwenders aufsitzt, dadurch gekennzeichnet , 
dass in dem Maskenkissen wenigstens eine querschnittsver- 
dickte Zone ausgebildet ist, und dass das Maskenkissenmate- 
rial dieser querschnittsverdickten Zone derart unterschied- 
liche Materialeigenschaf ten aufweist, dass die Shore-Harte 
des Maskenkissens im Randbereich der querschnittsverdickten 
Zone hoher ist als in deren kern- oder zumindest kernnahen 
Bereich . 

2 . Maskenkisseneinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Shore-Harte des Maskenkissens im Bereich 
der in Applikationsposition im Stirn- oder Nasenrticken-nahen 
Zonen niedriger als im Bereich der in Applikationsposition 
den Wangen-, Oberlippen- oder Nasenf lugeln-nahen Umfangszo- 
nen. 

3. Maskenkisseneinrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass im Kernbereich der .querschnittsverdickten 
Zonen der. Werkstoff gelartige Materialeigenschaf ten auf- 
weist . 

4 . Maskenkisseneinrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die unterschiedlichen 
Werkstoff eigenschaft im Bereich der querschnittsverdickten 
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Zonen durch unterschiedliche Werstof f -Vernet zungsgrade ver- 
ursacht sind. 

5. Maskenkisseneinrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet , dass die querschnittsver- 
dickten Zonen an die Dichtlippe angrenzen. 

6. Maskenkisseneinrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die querschnittsver- 
dickten Zone in Applikationsposition zumindest abschnitts- 
weise auf der Gesichtsf lache des Maskenanwenders aufsitzt. 

7 . Maskenkisseneinrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die querschnittsver- 
dickte Zone in Applikationsposition zumindest abschnittswei- 
se auf der, der Gesichtsf lache des Maskenanwenders abgewand- 
ten Innenseite der Gesichts-Dichtlippe aufsitzt. 

8 . Maskenkisseneinrichtung nach wenigstens einem der Ansprtiche 
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die querschnittsver- 
dickten Zonen aus wenigstens zwei unterschiedlich vorberei- 
teten Elastomer-Copound-Materialien gebildet sind, 

9. Maskenkisseneinrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass diese an einen durch 
eine Hartschale gebildete Gewolbekorper ansetzbar ausgebil- 
det ist. 

10. Maskenkisseneinrichtung nach wenigstens einem der Anspru- 
che 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtkissen- 
einrichtung integral mit dem Gewolbekorper ausgebildet ist. 

11. Maskenkisseneinrichtung nach wenigstens einem der Anspru- 
che 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die querschnitts- 
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verdickten Zonen zumindest abschnittsweise in Applikations- 
richtung federnd nachgiebig aufgehangt ist. 

12. Maskenkisseneinrichtung nach wenigstens einem der Anspru- 
che 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtlippe 
uber eine Faltenstruktur federnd mit der querschnittsver- 
dickte Zone gekoppelt ist. 

13. Atemmaske mit einem in Appli kationsposition den Nasen- 
und/oder den Mundbereich eines Maskenanwenders ubergreifen- 
den Gewolbekorper und einer Maskenkisseneinrichtung nach 
wenigstens einem der Anspruche 1 bis 12. 

14. Atemmaske nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet , dass 
der Gewolbekorper integral mit der Dichtkisseneinrichtung 
ausgebildet ist. 

15. Atemmaske nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Gewolbekorper durch eine Hartschale gebildet ist. 

16. Verfahren zur Herstellung einer Maskenkisseneinrichtung 
einer Atemmaske, bei welchen im Rahmen eines Elastomer- 
Material-Einbringschrittes, das Elastomermaterial in einen 
Maskenkissenf ormraum eingebracht wird, wobei die Temperatur- 
verteilung der Formrauminnenwand sowie die Formschliesszeit 
derart abgestimmt werden, dass das in dem Formraum zu der 
Maskenkisseneinrichtung vernetzende Elastomermaterial, un- 
terschiedliche Shore-Harten erhalt . 

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Temperaturprof il der Formrauminnenwand derart abgestimmt 
wird, dass die in dem Formraum gebildete Dichtkisseneinrich- 
tung in ihrem Verlauf in Umf angsrichtung unterschiedliche 
Shore-Harten aufweist. 
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18. Verfahren nach Anspruch 16 bis 17, dadurch gekennzeichnet , 
dass das Temperaturprof il derart abgestimmt wird, dass die 
Maskenkisseneinrichtung in einem in Applikationsposition dem 
Stirn- oder Nasenrucken-nahen Bereich niedrigere Shore- 
Harten erhalt. 

19. Verfahren nach Anspruch 16 bis 18, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Temperaturprof il der Formrauminnenwand wahrend des 
Elastomer-Material-Einbringschrittes eine erste Temperatur- 
prof ilcharakteristik aufweist und dass die Temperaturcharak- 
teristik wahrend der Formschliesszeit verandert wird.. 

20. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Temperaturprof il wahrend des Elastomer-Material- 
Einbringschrittes eine erste insbesondere konstante, Hoch- 
temperaturverteilung hat, und dass wahrend der Formschliess- 
zeit ausgewahlte Zonen der Formrauminnenwandung auf niedri- 
gere Temperaturen abgekuhlt werden. 

21. Formwerkzeug zur Herstellung einer Maskenkisseneinrich- 
tung mit einem in Werkzeugschliessstellung, einen durch 
einen durch eine Formrauminnenwandung begrenzten, zu der zu 
bildenden Maskenkisseneinrichtung komplementaren Forminnen- 
raum und einer Heizeinrichtung zur Aufheizung der Formrau- 
minnenwandung, dadurch gekennzeichnet, dass das Formwerkzeug 
derart ausgebildet ist, dass sich an der Formrauminnenwan- 
dung ein vorbestimmtes Temperaturprof il ergibt. 

22. Formwerkzeug nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Temperaturprof il derart einstellbar ist, dass die 
Formraumtemperatur in einem Formraumabschnitt zur Ausbildung 
eines den Stirn- oder Nasenruckenbereich abdichtenden Ab- 
schnitts der Maskenkisseneinrichtung niedriger ist als die 
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Temperatur in einem zur Ausbildung eines Oberlippen- oder 
Kinn-Dichtbereiches der Maskenkisseneinrichtung vorgesehenen 
Formraumabschnitt . 

23. Formwerkzeug nach einem der Anspruche 19 oder 20, dadurch 
gekennzeichnet, dass dieses Kuhleinrichtungen umfasst, zur 
Abkuhlung ausgewahlter Abschnitte des Formwerkzeuges . 

24. Formwerkzeug nach wenigstens einem der Anspruche 19 bis 
21, dadurch gekennzeichnet, dass das Temperaturprof il wah- 
rend der Formschlieftzeit veranderbar ist. 

25. Maskenkisseneinrichtung fur eine Atemmaske mit einer 
Aufnahmeof fnung, die in Applikationsposition der Atemmaske 
wenigstens mit dem Nasen- und/oder Mundof fungsbereich eines 
Maskenanwenders ubereinkommt, und einer aus einem elastome- 
ren Material gebildeten, urn die Aufnahmeof fnung umlaufenden 
Dichtlippe, die in Applikationsposition auf der Gesichtsfla- 
che des Maskenanwenders aufsitzt, dadurch gekennzeichnet, 
dass in dem Maskenkissen wenigstens eine querschnittsver- 
dickte Zone ausgebildet ist, und dass das Maskenkissenmate- 
rial in dieser querschnittsverdickten Zone derart geschaumt 
ausgebildet ist, dass das Maskenkissens im Bereich der quer- 
schnittsverdickten ein Schaumploster bildet. 

26. Maskenkisseneinrichtung fur eine Atemmaske mit einer 
Aufnahmeof fnung, die in Applikationsposition der Atemmaske 
wenigstens. mit dem Nasen- und/oder Mundof fnungsbereich eines 
Maskenanwenders ubereinkommt, und einer aus einem elastome- 
ren Material gebildeten, urn die Auf nahmeof fnung umlaufenden 
Dichtlippe, die in Applikationsposition auf der Gesichtsfla- 
che des Maskenanwenders aufsitzt, dadurch gekennzeichnet, 
dass im Innenbereich Maskenkissen wenigstens eine quer- 
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schnittsverdickte Zone ausgebildet ist, und dass das Masken- 
kissenmaterial dieser querschnitt sverdickten Zone gelartige 
Materialeigenschaf ten aufweist, wobei die querschnittsver- 
dickte Zone durch Einsetzen eines gelartig vernetzten 
Elastomerkorper in eine, im Innenraum der Maskenkissenein- 
richtung vorgesehene Fixierstruktur gebildet ist. 

27. Maskenkisseneinrichtung nach Anspruch 26, dadurch gekenn- 
zeichnet, daft der gelartig vernetzte Korper eine hufeisenar- 
tige Gestalt aufweist und sich in Applikationsposition uber 
den Nasenrucken des Maskenanwenders erstreckt. 

28. Maskenkisseneinrichtung nach Anspruch 26, dadurch gekenn- 
zeichnet, daft der gelartig vernetzte Korper ringartig der 
Dichtlippe folgend, urn eine Mund- und/oder Nasenoffnung 
umlaufend ausgebildet ist. 

29. Maskenkisseneinrichtung fur eine Atemmaske mit einer 
Auf nahmeof fnung, die in Applikationsposition der Atemmaske 
wenigstens mit dem Nasen- und/oder Mundof f ungsbereich eines 
Maskenanwenders ubereinkommt , und einer aus einem elastome- 
ren Material gebildeten, um die Auf nahmeof fnung umlaufenden 
Dichtlippe, die in Applikationsposition auf der Gesichtsfla- 
che des Maskenanwenders aufsitzt, dadurch gekennzeichnet , 
dass in dem Maskenkissen wenigstens ein Auf nahmetaschenab- 
schnitt ausgebildet ist und in diesen Auf nahmetaschenab- 
schnitt ein Polsterkorper aus einem Gel- oder Schaummaterial 
vorgesehen ist, wobei der Verlauf .des Taschenabschnitts 
derart festgelegt ist, dass die Dichtlippeneinrichtung eine 
Hautkontaktzone (GS1) definiert in welcher die Dichtlippen- 
einrichtung durch den Polsterkorper gegen die Gesichtsf lache 
gedrangt wird. 
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30, Maskenkisseneinrichtung nach Anspruch 29, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Polsterkorper in Segmente unterteilt ist. 



31. Stirnpad fur eine Atemmaske mit einem Stirnpadbasiskorper 
der aus einem elastomeren Material gefertigt ist und einen 
Koppelungsabschnitt aufweist, zur Festlegung des Stirnpads 
an einer Stirnauf lageeinrichtung und einen Schaf tabschnitt 
zur radial nachgiebigen Lagerung eines zur Auflage auf einer 
Stirnf lache vorgesehenen Stirnkontaktabschnitts auf weist , 
wobei das Stirnpad eine querschnittsverdickte Zone aufweist 
und in dieser Zone mit einem Gel- oder Schaummaterial verse- 
hen ist. 

32. Dichtungsstruktur mit einem aus einem elastomeren 
Prof ilmaterial gefertigten Basiskorper, wobei der 
Basiskorper einen Prof ilquerschnitt mit wenigstens einer 
querschnittsverdickten Zone aufweist und das 
Elastomermaterial derart verarbeitet ist, dass die Shore- 
Harte des Prof ilmateriales im Randbereich der 
querschnittsverdickten Zone hoher ist als im Kern - oder 
kernnahen Bereich der querschnittsverdickten Zone. 

33. Dichtungsstruktur nach Anspruch 32, dadurch gekennzeich- 
net, dass Kernbereich der querschnittsverdickten Zone der 
Werkstof f gel-artige Materia leigenschaf ten aufweist . 

34. Dichtungsstruktur nach Anspruch 32 oder 33, dadurch 
gekennzeichnet , dass die unterschiedlichen Werkstof feigen- 
schaften im Bereich der querschnittsverdickten Zone durch 
unterschiedliche Werkstof fvernetzungsgrade verursacht sind. 



35. Dichtungsstruktur nach wenigstens einem der Anspruche 32 
bis 34, dadurch gekennzeichnet, dass diese eine Dichtlippe 
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umfasst, und dass die querschnittsverdickte Zone an die 
Dichtlippe angrenzt . 

36. Dichtungsstruktur nach wenigstens einem der Anspruche 32 
bis 35, dadurch gekennzeichnet , dass die querschnittsver- 
dickte Zone aus wenigstens zwei unterschiedlich vorbereite- 
ten Elastomer-Compoundsystemen gebildet ist. 

37. Dichtungsstruktur nach wenigstens einem der Anspruche 32 
bis 36, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtungsstruktur 
eine Bef estigungsprof ilierung aufweist . 

38. Dichtungsstruktur nach wenigstens einem der Anspruche 32 
bis 37, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtungsstruktur 
einen Faltenbalgabschnitt aufweist, der integral mit der 
querschnittsverdickten Zone ausgebildet ist. 

39. Verfahren zur Herstellung einer Dichtungsstruktur, bei 
welchem im Rahmen eines Elastomer-Material-Einbringschrittes 
das Elastomermaterial in einen Dichtungsstruktur-Formraum 
oder Dichtungsextrusionskanal eingebracht wird, wobei die 
Temperaturverteilung in dem Dichtungsstruktur-Formraum oder 
in dem Extrusionskanal sowie die Verweilzeit derart abge- 
stimmt werden, dass das zu der Dichtungsstruktur vernetzende 
Elastomermaterial im Bereich einer querschnittsverdickten 
Zone unterschiedliche Shore-Harten erhalt. 

40. Verfahren nach Anspruch 39, dadurch gekennzeichnet, dass 
im Kernbereich der querschnittsverdickten Zone die Vernet- 
zung des Prof il-Materiales gebremst oder blockiert wird. 

41. Verfahren nach Anspruch 40, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Abbremsung des Vernet zungsvorganges durch UV-Belichtung 
verzogert wird. 
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42. Verfahren nach Anspruch 41, dadurch gekennzeichnet , dass 
die Abbremsung des Vernet zungsvorganges durch Mikrowellenbe- 
strahlung verzogert wird. 

43. Verfahren nach Anspruch 42, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Abbremsung des Vernetzungsvorganges durch elektromagne- 
tische Strahlung verzogert wird. 

44. Verfahren nach Anspruch 43, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Vernetzung im Bereich der querschnittsverdickten Zone 
durch Injektion eines Katalyse-Blockers in den Kernbereich 
gebremst wird. 
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(57) Abstract: The invention relates to mask cushioning for a respiratory mask, a respiratory mask, in addition to a method for 
their production. The aim of the invention, is to provide air-tight cushioning for a respiratory mask, in addition to a respiratory 
mask that is characterised by a sufficiently good air-tight action and is extremely comfortable to wear. This is achieved by a mask 
cushioning device for a respiratory mask, comprising a receiving opening, which corresponds at least to the nose and/or mouth region 
of a mask user, when the mask is worn and comprising a sealing lip that is configured from an elastomer material, surrounds the 
receiving opening and rests on the surface of the face of the mask wearer. The mask cushioning is characterised in that zones with 
an increased cross-section are configured in the mask cushioning and that the mask cushioning material in said zones has different 
material properties in such a way that the shore hardness of the mask cushioning in the border region is higher than that in the core 
region or at least close to said region. The invention also relates to a respiratory mask equipped with a corresponding mask cushioning 
device, in addition to a method and a mould for producing the same. 

m 

£5 (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Maskenkissen fur eine Atemmaske, eine Atemmaske an sich sowie ein Ver- 
fahren zur Herstellung derselben. Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, ein Dichtkissen fur eine Atemmaske sowie eine 
Atemmaske an sich zu schaffen, die sich durch eine hinreichend hohe. Dichtwirkung und einen hohen Tragekomfort auszeichnet. 
Diese Aufgabe wind erfindungsgemass gelost 
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durch eine Maskenkisseneinrichtung fur eine Atemmaske mit einer AufnahmeSffnung, die in Applikationsposition der Atemmaske 
wenigstens mit dem Nasen- und/oder Mundoffungsbereich eines Maskenanwenders iibereinkommt, und einer aus einem elastomeren 
Material gebildeten, um die Aufnahmeoffnung umlaufenden Dichtlippe, die in Applikationsposition auf der Gesichtsflache des 
Maskenanwenders aufsitzt, und sich dadurch auszeichnet, dass in dem Maskenkissen querschnittsverdickte Zonen ausgebildet sind, 
und dass das Maskenkissenmaterial dieser querschnittsverdickten Zonen derart unterschiedliche Materialeigenschaften aufweist, 
dass die Shore-Harte des Maskenkissens im Randbereich hdher ist als im kern- oder zumindest kern-nahen Bereich. der quer- 
schnittsverdickten Zone. Die Erfindung betrifft auch eine, mit einer entsprechenden Maskenkisseneinrichtung ausgestattete Atem- 
maske sowie ein Verfahren und Formwerkzeug zur Herstellung derselben. 
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mask cushioning device with a cross-sectionally inspissated 
zone, the Shore hardness in the peripheral region of the cross- 
sectionally inspissated zone being higher than in the region near 
the core; 

mask cushioning device with a cross-sectionally inspissated 
zone, the material in this cross-sectionally inspissated zone 
taking the form of a foamed cushion; 

sealing structure with a cross-sectionally inspissated zone, the 
Shore hardness in the peripheral region of the cross-sectionally 
inspissated zone being higher than in the region near the core. 

2. Claims 16-20, 39-44 

method of fabricating a mask cushioning device wherein the 
elastomeric material is placed in a mold cavity, the temperature 
distibution in the mold cavity's inside wall and the mold closing 
time being coordinated so that the elastomeric material obtains 
different Shore hardnesses; 

method of fabricating a sealing structure wherein the 
elastomeric material is placed in a mold cavity or extrusion 
channel, the temperature distribution in the mold cavity or 
extrusion channel and the dwell time being coordinated so that 
the elastomeric material obtains different Shore hardnesses. 
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3. Claims 21-24 

molding tool for fabricating a mask cushioning device with 
heating device, said tool being designed in such a way that a 
predetermined temperature profile is produced on the mold 
cavity's inside wall. 



4. Claims 26-28, 31 

mask cushioning device with a cross-sectionally inspissated 
zone, the cross-sectionally inspissated zone being formed by 
setting a gelatinously cross-linked elastomeric body in a fixing 
structure; 

forehead pad for a respirator with a forehead pad base body that 
has a coupling section and a shaft section, the forehead pad 
having a cross-sectionally inspissated zone wherein a gel or 
foamed material is provided. 



5. Claims 29, 30 

mask cushioning device for a respirator with a sealing lip made 
from an elastomeric material characterized in that the mask 
cushion is fitted with a pocket section in which a cushion body 
of gel or foamed material is provided. 
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Die Internationale Recherchenbehorde hat festgestell t, dass diese 
Internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthalt, 
namlich: 

1. Anspruche: 1-15,25,32-38 

Maskenkisseneinrichtung mit einer querschnittsverdickten 
Zone, wobei die Shore- Harte im Randbereich der 
querschnittsverdickten Zone hoher ist als im kernahen 
Bereich; 



Maskenkisseneinrichtung mit einer querschnittsverdickten 
Zone, wobei das Material in dieser querschnittsverdickten 
Zone ein Schaumpol ster bildet; 



Dichtungsstruktur mit einer querschnittsverdickten Zone, 
wobei die Shore- Harte im Randbereich der 
querschnittsverdickten Zone hoher ist als im kernnahen 
Berei ch 



2. Anspruche: 16-20,39-44 

Verfahren zur Herstellung einer Maskenkisseneinrichtung bei 
welchem das El astomermateri al in einen Formraum eingebracht 
wird, wobei die Temperaturvertei 1 ung der Formraumi nnenwand 
sowie die Formschliesszei t derart abgestimmt werden, dass 
das Elastomermaterial unterschiedliche Shore-Harten erhalt; 



Verfahren zur Herstellung einer Dichtungsstruktur bei 
welchem das Elastomermaterial in einen Formraum oder 
Extrusionskanal eingebracht wird, wobei die 
Temperaturvertei 1 ung in dem Formraum oder in dem 
Extrusionskanal sowie die Verweilzeit derart abgestirrant 
werden, dass das Elastomermaterial unterschiedliche 
Shore-Harten erhalt. 



3. Anspruche: 21-24 

Formwerkzeug zur Herstellung einer Maskenkisseneinrichtung 
mit Heizeinrichtung, das derart ausgebildet ist, dass sich 
an der Formraumi nnenwandung ein vorbestimmtes 
Temperaturprof i 1 ergi bt . 
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Maskenkisseneinrichtung mit einer querschnittsverdickten 
Zone, wobei die querschni ttsverdi ckte Zone durch Einsetzen 
eines gelartig vernetzten Elastomerkorpers in eine 
Fixierstruktur gebildet ist; 



Stirnpad fur eine Atemnaske mit einem Stirnpadbasiskdrper 
der einen Koppelungsabschnitt und einen Schaf tabschni tt 
aufweist, wobei das Stirnpad eine querschni ttsverdi ckte Zone 
aufweist und in dieser mit einem Gel- oder Schaummateri al 
versehen ist 



5. Anspruche: 29,30 

Maskenkisseneinrichtung fur eine Atemnaske mit einer aus 
el astomerem Material gebildeten Dichtlippe, dadurch 
gekennzeichnet, dass in dem Maskenkissen ein 
Aufnahmetaschenabschni tt ausgebildet ist, in welchem ein 
Pol sterkdrper aus Gel- oder Schaummateri al vorgesehen ist 
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